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Introdução 

Filmes finos condutores vem sendo desenvolvido 

com maior frequência, o óxido de índio dopado com 

estanho (ITO) é amplamente utilizado como 

eletrodos em vários dispositivos opticoeletrônicos, 

devido as suas propriedades ópticas. Neste trabalho 

preparou-se as soluções de cloreto de índio e 

cloreto de estanho na proporção 9:1, essa solução 

foi submetida ao processo de pirólise de aerossol, a 

amostra foi obtida na forma de pó, a qual foi 

caracterizada por difração de raios X (DRX) e 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

Preparou-se uma suspensão do pó em TEOS, 

etanol e água, após vigorosa agitação a suspensão 

foi armazenada a uma temperatura de 15
o
C por 4 

semanas, após esse período de envelhecimento 

foram preparados 4 filmes finos através da técnica 

de dip-coating com velocidade de 50 mm/min e 1 

deposição sobre substrato de vidro, os filmes foram 

denominados DSV-02. Os filmes sofreram 

tratamento a laser com preenchimento de 50, 75 e 

95% da sua área, um filme não sofreu nenhum 

tratamento. Os filmes foram caracterizados por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

medidas de condutância por teste de quatro fios. 

Resultados e Discussão 

A figura 1 mostra o DRX da amostra de pó obtido 

por pirólise de aerossol, o difratograma apresenta a 

formação da fase cúbica do ITO
1
, O difratograma 

apresentou um material com característica cristalino 

devido à presença de picos finos. A microscopia 

eletrônica de varredura da amostra de pó de ITO 

apresenta partículas esféricas com diferentes 

diâmetros de tamanho, a micrografia de filmes finos 

apresenta formação de filme contínuo e homogêneo 

devido ao empacotamento das partículas esféricas 

obtidas. As medidas de condutância por quatro fios 

apresentaram resultados de 0,00017µA DSV-02 e 

DSV-02 (50%), 0,00015µA DSV-02 (75%) e 

0,00013µA para DSV-02 (95%), podendo ser 

associado ao tratamento de laser, quanto maior o 

preenchimento, menor é a corrente obtida. 
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Figura 1. Difratograma da amostra do pó de ITO. 
 
Micrografia Eletrônica de Varredura (MEV) 

   
 

   
Figura 2. Micrografias da amostra de pó de ITO e 
dos filmes DSV-02 sem tratamento e tratamento a 

laser de 50, 75 e 95%. 

Conclusões 

Pode-se concluir que foi possível obter o óxido de 

índio dopado com estanho ITO produzido pela 

técnica de pirólise de aerossol, comprovados pelos 

difratograma de raios X. A forma esférica das 

partículas com diferentes diâmetros, característica 

do processo foram comprovados através da 

micrografias.  A deposição do semicondutor ITO 

através da metodologia sol-gel foi obtida sobre 

substrato de vidro, a não condutância pode estar 

relacionada a não homogeneidade do filmes.  
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